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Fabricacao de Filmes finos: Plasmas/ Sputtering

enrique Piccoli Moreno

Ciéncia e Tecnologia de Filmes Finos

Plasmas - Definicao Plasmas - Geracao

Fornecimento de Colisdes Difuso das particulas
energia a um gas elétrons/fétons - — dissipagao de
neutro molécula energia

Aceleragéo dos ions
através das barreiras

Plasmas - Representacao esquematica
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Plasmas - Classificacao Plasmas - Exemplos

Oxigénio Argonio

« Plasmas de baixa presséo > Bombardeamento idnico - Sputtering Cobre Per6xido de hidrogénio

Plasma - Aplicacgoes

micromechanics)

optical (antireflectis
architecturing

After 5 s plasma
Untreated PE web 8 treatment: 7 W/ 21 cm’
(< 34 mN/m) (= 56 mN/m)




Sputtering - Definicoes

Sputtering - Configuracoes:

Magnetron Sputtering

Resfriamento com dgua

corpo de cobre

terra (nodo)

campo elétrico

campo magnético
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Sputtering - Representacao esquema

para o substrato .

campo
elétrico

DC sputtering:

Canho de
sputtering

Fontede
tensdo continua

Suporte
(aquecedor)
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Efeito da distancia alvo-substrato Efeito da presséo

Pressure effects (DC and RF)

deposition

rate

Taxa de deposicio

-
pressure

10 20 30

Distanciaalvo-substrato (cm)

R o

DC_8cm Ba: 27435 nm

2) 0.5 P;

{8)0:5 P « Filmes finos de Mo - DC/RF
sputtering.

* Substrato: SLG
0 de trabalho (0.5

Distancia alvo
(8¢ 10cm)

idade

refletividade

Referéncias




